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我々は、アゾベンゼンへの多光束干渉露光に

より、偏光を高度に制御できる回折光学素子の

作製に関する研究を行ってきた(1)。先行研究で

は、直線偏光及び円偏光を用いた 3 光束偏光干

渉露光による素子の作製を行ってきたが、今回

は、光束数を 4 に増加させることにより、偏光

をより高度に制御する素子の解析を行った。 

 本研究では、直線及び円偏光の 4 光束を干渉

露光し、アゾベンゼン分子の光異性化反応によ

り、入射偏光に対して垂直な方向に分子を配列

させる(2)。4 光束偏光干渉光を形成するための

光学配置は Fig. 1(a)の通りである。各偏光を xy

平面に対して平行な台形の各頂点を通り干渉

するように配置した。この条件で形成される干

渉電界は Jones 法を用い、以下の式で求めた。 
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ここで、kN, rは直交座標系xyzにおける波数

ベクトル及び位置ベクトルである。ここで、θN

はyz平面に、ψNはxz平面に対する各Beamの成す

角である。求めた電界をx, y, z成分に分解し、

同成分ごとの加算で干渉電界を計算した。また、

計算した干渉光をアゾ膜に露光することで作

製される素子の回折特性の解析も行った。 

Fig. 1(b)に干渉電界の強度分布と偏光方位角

分布を示す。また、作製した素子に 0°直線偏

光を入射した場合の回折光の分布を Fig. 2 に

示す。Fig. 2 より、直線偏光及び左右円偏光の

回折光が同時に発生するパターンとなった。今

回解析した素子は光強度、偏光状態、伝搬方向

の同時制御が可能である。 

z

y

x

(a)

Beam 1

(45° LP         )

Beam 2

(-45° LP        )

Beam 3

(RCP      ) 

Beam 4

(LCP      ) 

(b)

40 μm

4
0
μ

m

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

1.0

In
te

n
si

ty
 (

n
o

rm
a

li
ze

d
)

 

Fig. 1. (a)Schematic illustration of optical 

arrangement of the four-beam polarization 

interference and (b)Calculated results of intensity 

and polarization interferometry of interference 

electric field in xy-plane.  
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Fig. 2.  Diffractive distribution of the probe 

beams (0 degree linear polarization) diffraction 

spots. White arrows represent the calculated result 

of polarization states. Red numerical values  

represent the diffraction efficiency. 
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